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概  要 

 

物質に光などの電磁波をあてて、その反射や吸収の特性（応答）を測定する

方法を分光と言い、その応答（スペクトル）は物質固有のパターンと物質量に

比例したピーク強度を示すため、物質の定性・定量分析、化学結合状態の把握

及び光学特性の評価等に広く利用されている。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

この評価装置としては Raman、XPS、分光光度計、PL・PLE 装置等があ

り、これらを用いて、分子と格子振動の測定による化学結合状態の評価、組成

の分析及び発光・光吸収などの光学材料特性の評価ができる。そのため、これ

らの多面的評価を通じて新規材料の開発に貢献できる。 

本技術の 

有用性 

本技術は上記評価の他、結晶多形・歪みの評価（図-1 参照）などにも適用

できるため、材料開発には欠くことのできない技術である。 

 

 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用可能製品 
電子機能材料（透明導電膜、ワイドギャップ半導体、カーボン材料等）、光

学材料（発光材料、光学膜、窓材料等）及び断熱材等の評価に適用できる。 
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化学結合状態・構造・光学的特性の多面的評価を通じて新規材料開発に貢献 

～材料開発の構造・化学結合設計を支援する分光分析技術～ 
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